Donnerstag

SYOH 5: Optiken im DUV /EUV-Spektralbereich (Fortsetzung)

Zeit: Donnerstag 14:00-15:00

Hauptvortrag SYOH 5.1 Do 14:00 6A
Optische Hochleistungsbeschichtungen in Excimer Lasern —
oCLAUS STROWITZI — Coherent Miinchen, Zielstattstrasse 32, 81379
Miinchen

In den letzten Jahren gab es bei der Entwicklung von kompakten Exci-
merlaser, beziiglich Laserrohre und Schaltkreis, viele Innovationen. Ziel
aller Entwicklung war die Vergréflerung von Lebenszeiten und die Re-
duzierung der Betriebskosten fiir die Kunden. Ein wesentlicher Punkt
ist die Verldngerung der Optiklebensdauer. Durch neue Beschichtungs-
verfahren ist es gelungen die Optiklebensdauern bei 193nm ArF* Exci-
merlasern auf 7 Milliarden Pulsen zu steigern. Der Stand der Technik
und zukiinftige Entwicklungen werden aufgezeigt.

Hauptvortrag SYOH 5.2 Do 14:30 6A

Charakterisierung der Verlustmechanismen und der Strah-
lungsstabilitit UV-optischer Materialien — eKLAUS MANN —
Laser-Laboratorium Gottingen e.V.

Um die Effizienz von UV-Optiken insbesondere fiir den Ein-

Raum: 6A

satz in der Halbleiter-Lithographie zu erhéhen, werden am Laser-
Laboratorium Goéttingen umfassende Untersuchungen zu den Verlus-
ten und Ubertragungseigenschaften an Quarz und CaF2-Optiken bei
Belastung mit intensiver gepulster UV-Strahlung durchgefiihrt. Abso-
lute Absorptionskoeffizienten bei 193nm werden mit Hilfe eines hoch-
auflésenden Laser-Kalorimeters bestimmt. Das Messsystem gestat-
tet gleichzeitig eine Erfassung linearer und nicht-linearer Absorpti-
onsverluste sowie die schnelle Bewertung des Degradationsverhaltens
durch strahlungsinduzierte Farbzentrenbildung. Fiir die Bestimmung
der Qualitdt von DUV-Optiken wurde aulerdem ein extrem empfind-
licher Hartmann-Shack-Wellenfrontsensor aufgebaut. Damit ldsst sich
zum Beispiel die Wellenfrontvezerrung durch den Effekt der thermi-
schen Linse an Excimerlaser-bestrahlten Optiken mit einer Genauig-
keit im Sub-Nanometerbereich vermessen. Um die Arbeiten zur Optik-
Charakterisierung auch in den EUV-Spektralbereich (13nm) ausdeh-
nen zu kénnen, wurde eine kompakte EUV-Strahlungsquelle auf der
Basis eines lasergenerierten Plasmas entwickelt. Es werden Testmes-
sungen an unterschiedlichen EUV-Optiken vorgestellt.



